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報告書データ / Report
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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では，多点集光平面レンズを実現するためのメタサーフェス光学素子を電子
線描画装置を用いて作製した。本研究開発では複数の光学機能を複合化した機能性
メタサーフェスを光学センシングシステムに実装することを目的として，単結晶シ
リコン(c-Si)を使用したビーム分配機能と集光機能を融合したメタサーフェス光学
素子(メタレンズ)を製作した。メタレンズは近赤外光帯域(λ=1064nm)で設計し製
作寸法誤差を校正して4点集光素子としての性能評価を実施した。本製作では異な
る位相分布パターンを有する３種のメタレンズにつき電子線描画装置を使用しリフ
トオフプロセスで製作した(図１, 図2)。ビームプロファイラを用いた測定により開
発素子のビーム分配性と集光性能を評価した結果、所望の光学特性があることを確
認した。

実験
Experimental

多点集光メタレンズについて，ARIMに設置されている超高速大面積電子線描画装置
(F7000S-VD02)，汎用ICPエッチング装置(CE-300I)を使用して製作し，高精細電
子顕微鏡(Regulus 8230)で製作評価を行った。また製作した光学素子を課題利用者
が保有するビームプロファイラなどによる光学測定により，素子の光学特性の評価
を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

電子線描画装置とICP-RIE装置を用いて多点集光メタサーフェス光学素子を製作し，
想定通りの集光を得た。SEMによる観察では製作したナノ構造体に不完全な形状の
構造体が多数形成されたため(図３)，ICP-RIEの製作精度向上のためのプロセス条件
の最適化が今後の課題である。
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図1. 多点集光メタレンズのリフトオフ後の光学写真。スケールバーは1μmx1μm。
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図2. 多点集光メタレンズのCAD図面
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図3. 単結晶Siメタ原子のSEM像: (a)ノッチング, (b)ボーイング。ピラーの周期
は340nm。
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